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Oft besteht die Aufgabe, klei-
ne Relativdrücke bezogen auf 
den Umgebungsdruck genau 
zu messen. Die genaue Kali-
brierung der dabei benutzten 
Sensoren ist eine metrologische 
Herausforderung.

Titelbild 4/09:
Behandlung eines struktu-
rierten Siliziumwafers mittels 
Local PlasmaTreatment (siehe 
Artikel ab Seite 6).
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Die Verkapselung von mikro-elektro-
mechanischen Systemen kann sich als 
schwierig gestalten, wenn mikrome-
chanische Komponenten zum sticking 
effect neigen. Es wurden ortsselektive 
Plasmaverfahren entwickelt, um diese 
Probleme zu vermeiden.
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W. Gaede hat die Molekularpum-
pe 1908 erfunden und bis 1910 
einen Prototyp gebaut. Ende des 
20. Jahrhunderts begann man, 
das Prinzip der Reibungspumpe 
als letzte Kompressionsstufe in 
Turbomolekularpumpen einzu-
setzen.
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Für die Sterilisation von 
Mikrotiterplatten wurden 
ge eignete Plasmaquellen ent-
wickelt, die die automatisierte 
Sterilisation der Platten in 
hochkomplexen roboterba-
sierten Screeningsystemen 
ermöglicht.
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Magnetron sputter-deposition on atom layer scale
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Der neu entwickelte Plasma unter-
stützte, reaktive Magnetron Sputter-
prozess erlaubt Schichtdicken und 
Schichteigenschaften im Atomlagen-
maßstab zu kontrollieren bei gleich-
zeitig hoher Beschichtungsrate.

Technisch-wirtschaftlicher Review der Herstellung 
tetraedrisch-amorpher Kohlenstoffschichten durch 
Lichtbogenverdampfen
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Vakuumlichtbogenverdampfen ist ein 
aussichtsreiches Verfahren zur Herstel-
lung ta-C-Schichten in der industriellen 
Großserienproduktion. Für einen erfolg-
reichen Praxiseinsatz muss jedoch die 
Problematik der Makropartikel gelöst 
werden.


